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Description 

La presente invention concerne le domaine des ecrans matrlciels, en particuller des ecrans plats. 
La presente invention concerne plus precisement un ecran matriciel electroluminescent trichrome et 
5 son precede de fabrication. 

On a deja propose differents ecrans plats parmi lesquels on citera les ecrans formes de panneaux a 
plasma et les ecrans electroluminescents, pour ce qui est des §crans piats actifs, ou encore les ecrans 
plats a crlstal liquide pour ce qui est des ecrans plats dits passlfs. 
D'une fagon generate, ces ecrans plats se composent de deux plaques ou lames paralleles dont Tune 
^0 au moins est transparente, respectivement revetues de reseaux orthogonaux d'electrodes, entre les- 
quelles est dispose un materiau electro-optlque. 

Le croisement des n electrodes de llgnes et m Electrodes de colonnes deflnit nm cellules electro-optl- 
ques dont I'etat est commande par les potentials appliques sur lesdites electrodes. 
On apergoit sur la figure 1, une matrice M de nm cellules electro-optiques referencee cen a cenm defi- 
es nie par les croisements de n electrodes de llgnes referencees li a In et m electrodes de colonnes referen- 
cees ci a Cm. 

Malgre les nombreuses etudes et recherches relatives aux ecrans plats, peu de realisations commer- 
clales sont actueliement proposees. 

La Societe Japonaise SEIKO propose un ecran matriciel a cristaux liquides reference FT 1 61 6, dans le- 
20 quel la trichomie est obtenue au moyen d'un reseau de filtres optiques. 

La Societe Japonaise SHARP CORPORATION, la Societe Finlandaise LOHJA CORPORATION et la 
Societe Americaine PLANAR SYSTEM proposent des modules d'ecrans matriciels electroluminescents, 
n lignes x m colonnes, au ZnS: Mn emettant dans le jaune. Ces ecrans matriciels deploient de I'informa- 
tion alpha-numerique et graphique avec une brillance d'au moins 50od/m2 et un pas d'6l6ment d'images 
25 compris entre 0,3 et 0,4mm. 

Le document SID 82 DIGEST pages 128-129 (R.E. COOVERT et al.) fait etat pour la realisation 
d*ecrans electroluminescents bichromes d'un empilement de deux Elements Electroluminescents. L'elec- 
trode commune formee d'un film electriquement conducteur et transparent est en ITO (Indium Tin Oxyde). 
La fiabilite de ce type d'ecrans laisse a desirer, Uelaboration d'un film en ITO demande souvent des trai- 
30 tements thermiques k 500°C et ces temperatures sont prEjudiclables k la tenue des couches dieleclri- 
ques dans le temps. 

Le brevet US 4 155 030 (IFAY CHANG) decrit un Ecran polychrome mettant en oeuvre un phEnomene 
de memoires internes. 

La presente invention a pour but de proposer un ecran matriciel electroluminescent trichrome perfec- 
35 tionne, par juxtaposition de sous-elements electroluminescents choisis dans trois couleurs de base. 

La fourchette de performance Electro-optique d'une structure electroluminescente pour entrer dans 
la constitution d'un ecran matriciel complexe (nombre de lignes superieur a 100) est 0,1 a 1 Cd/m^/Hz. En 
effet, la duree des impulsions d'excitation ne dolt pas descendre en-dessous de 20 jis sous peine d'une 
decroissance Importante de la luminance. La frEquence trame dans ces conditions est llmitEe vers 200 k 
40 300 Hz. 

On ne dispose pas actueliement de trois materiaux doues de proprietes electroluminescentes par cou- 
plage capacitif qui presentent des caracteristiques electro-optiques identiques (ou du moins tres voisi- 
nes). 

Neanmoins, il est souhaitable de disposer au niveau de chacune des nm cellules de Tecran matriciel 
45 trois sources aux couleurs de base (rouge, vert, bleu) de luminance voisine, ou tout du moins dont la 
combinaison a pleine luminance donne le blanc de reference. 

Pour cela, compte-tenu de la dispersion des caracteristiques electro-optiques des materiaux electro- 
luminescents actueliement disponibles, 11 est propose selon invention d'adapter la surface des trois 
sources prevues au niveau de chaque cellule, de telle sorte que le prodult de chacune des surfaces de 
50 ces sources par la luminance brute respective de celles-ci soit Ega! a une constante. 

Les premieres solutions qui viennent a Tesprit pour juxtaposer trois sources aux couleurs de base au 
niveau de chacune des nm cellules electroluminescentes de I'Ecran matriciel consistent a diviser chacu- 
ne de celles-ci soit en une sous-matrice du type une llgne-trols colonnes comme illustrE sur la figure 2, 
soit en une sous-matrice du type trois lignes-une colonne comme illustrE sur la figure 3 (v. par exemple 
55 US-A3 531 648). 

On apergoit sur ra figure 2 une cellule Electroluminescente Ce comprenant trois EIEments 11, 12, 13 de 
couleurs diffErentes formEs au croisement d'une Electrode de ligne 10 et de trois Electrodes de colonnes 
14, 15 et 16. 

On apergoit par ailleurs sur la figure 3 une cellule Electroluminescente Ce qui comprend trois elements 
60 Emetteurs 21,22,23 formEs au croisement d'une Electrode de colonne 20 et de trois Electrodes de lignes 
24, 25 et 26. 

La surface des sources, referencees 11, 12 et 13 sur la figure 2, references 21, 22 et 23 sur la figure 
3, peut etre controlee directement par la largeur des electrodes de commande associees referencees 
10, 14, 15 Gt 16 sur la figure 2 et 20, 24, 26 et 26 sur la figure 3, de fagon a controler en consequence la 
65 luminance des differentes sources. 
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Les inventeurs ont neamoins determine que ces juxtapositions du type une ligne-trois colonnes ou 
trois lignes.une colonne au niveau de chacune des cellules presentent de nombreux inconvenients et ont 
cherche a perfectionner les ecrans matriciels electroiuminescents plats. 

La solution retenue par les D^posants consiste a realiser un ecran matriciel Electroluminescent com- 
5 prenant nm cellules electroluminescentes emettrices agencies sous forme d'une matrice de n lignes m 
colonnes dans lequel chaque cellule est formee d'une sous-matrice, deux lignes, deux colonnes, de qua- 
tre elements §metteurs electroiuminescents choisis dans trois couleurs de base dlfferentes,de telle sor- 
te qu'au niveau de chaque cellule deux elements Emettent un rayonnement de meme couleur, ia surface 
des differents Elements 4tant adaptee pour obtenir au niveau de chaque cellule trois sources de cou- 
1 0 leurs diff^rentes mais de luminance voisine. 

Chacune des cellules de i'ecran matriciel electroluminescent comprend par consequent deux electro- 
des de lignes et deux electrodes de colonnes dont les intersections d^termlnent quatre ei§ments emet- 
teurs electroiuminescents. 

Les trois couleurs de base (rouge, vert et bleu) sont distribuees dans les quatre elements 6metteurs 
15 lumineux, deux de ces elements recevant done les memos couleurs. Ces differents elements peuvent 
avoir des aires inegales definies par ia largeur des electrodes de lignes et des electrodes de colonnes 
et adaptes pour obtenir des luminances voisines pour chaque source des trois couleurs de base. 

Chacune des cellules ayant deux electrodes de lignes et deux electrodes de colonnes, r§cran compor- 
te 2n electrodes de lignes et 2m electrodes de colonnes. 
20 On a represente sur les figures 4, 5 et 6 differentes variantes de realisation d'une cellule electrolumi- 
nescente d'un ecran matriciel electroluminescent trichrome conforme a la presente invention. 

Sur ces figures 4, 5 et 6, on apergoit deux electrodes de lignes referencees hi et ha et deux electro- 
des de colonnes referencees Cmi et Cm2. 

Le croisement de ces deux electrodes de lignes In, Uz et de ces deux Electrodes de colonnes Cmi et 
25 Cm2 definit quatre elements electroiuminescents eli, ela, ela et eU. 

Par rapport aux juxtapositions du type une ligne-trois colonnes et trois lignes-une colonne illustrEes 
sur les figures 2 et 3, Tagencement confonne a la presente Invention de chaque cellule sous forme d'une 
sous-matrice deux lignes deux colonnes prEsente les avantages suivants : 

- plus grande latitude d'ajustage des aires de chacune des couleurs, 

30 - plus grande largeur des electrodes, en particulier plus grande largeur des electrodes de colonnes ITO 
par rapport k la disposition une ligne-trois colonnes, d'oD une plus faible resistance serie de ces electro- 
des, 

- taux de multipiexage plus faible que dans les cas de la disposition trois lignes-une colonne, 

- chacune des electrodes de lignes ou colonnes "voif'au plus deux couleurs. Si les acces sont interdigi- 
2^ tes dans les deux directions, les circuits disposes sur un meme cote de I'ecran auront tous la meme ten- 
sion de fonctionnement, ce qui llmite, dans une large mesure, les problemes de connexion, 

- possibilite d'utiiisation de circuits de commande pour ecrans monochromes, du type tout ou rien avec 
obtention de huit couleurs (les trois couleurs primaires, les trois melanges binalres, le bianc et le noir) ou 
du type demi-teinte, 

^0 - reduction du nombre de circuits de commande dans le cas ou I'ecran presente plus de colonnes que de 
lignes, ce qui est le cas le plus generalement rencontre. 

La distrilDution des trois couleurs dans les quatre elements prevus au niveau de chacune des nm cellu- 
les de la matrice peut faire I'objet de diverses variantes. 

Comme cela est illustre schematiquement sur la figure 4, les deux elements electroiuminescents de me- 
me couleur,(e]i et eh) peuvent etre disposes selon les lignes des sous-matrices. Cette disposition sem- 
ble actueilement preferee. 

Neanmoins, comme cela est illustrE schematiquement sur la figure 5, les deux elements Electroiumines- 
cents (eh, et els) de meme couleur, peuvent etre disposes selon les colonnes des sous-matrices. 

Enfin, comme cela est illustre schematiquement sur la figure 6, les deux Elements Electroiuminescents 
^0 de meme couleur (eh et eU) peuvent etre disposes selon les diagonales des sous-matrices. 

L'Ecran matriciel Electroluminescent trichrome qui vient d'etre dEcrit peut Etre utilise par exemple avec 
une maquette d'adressage du type decrit dans le document SID 84 DIGEST pages 242-244 (T.GIELOW 
et al]. 

Les matEriaux Electroiuminescents les plus couramment utilisEs sont les composes ll-Vl et plus parti- 
culierement ZnS. 

On se reportera utilement aux documents Japanese Journal of Applied Physics volume 21 1982, sup- 
plement 21-1 pages 383-387 (T. Suyama et al.) et SID 84 Digest pages 249-250 (W.A. Barrow) pour I'ana- 
lyse d'autres composes doues de propriEtes Electroluminescentes. 

Les ecrans matriciels electroiuminescents trichromes conformes a la prEsente invention peuvent 
trouver application dans les consoles telematiques et informatiques, les terminaux d'annuaires electronl- 
ques, les micro-ordinateurs or encore les postes de tElEvision en couleur a ecran plat. 

On va maintenant decrire un precede de fabrication des ecrans matriciels electroiuminescents tri- 
chromes conformes a la presente Invention en regard des figures 7a a 7j annexees. 

Comme cela est lllustrE sur ia figure 7a, des Electrodes transparentes paralleles ITO (Indium Tin Oxy- 
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de) sont formees selon un procede classique sur un substrat en verre. 

Le substrat en verre et les electrodes ITO sont ensuile recouverts d'une premiere couche de dielec- 
trique Di. 

Comme illustre sur la figure 7b, une seconde couche de dielectrique D2 est deposee sur la premiere 
5 couche dielectrique Di. La seconde couche de dielectrique Dg est recouverte d*une couche de reslne 
photosensible R. 
Un masque M est alors superpose a la resine photosensible R. 

Le masque M est muni d'une pluralite d'orifices Oirepartis selon une serle de rangees paralleies. 
Les electrodes transparentes ITO constituant une serie d'electrodes de colonnes, les orifices 
10 Oirealises dans !e masque M sont repartis selon une serie de lignes perpendiculaires aux Electrodes de 
colonnes ITO. La dimension des orifices realises dans le masque et Pespacement entre ceuxK2i sont de- 
termines par les dimensions recherch^es pour chaque Element ^metteur. 

Le masque M est place sur I'ensemble verre-ITO-Di-D2-R de telle sorte que les ouvertures O1 soient 
superposees a une electrode de colonnes sur deux. 
15 La resine photosensible est alors insolee a travers le masque M comme illustre schematiquement sur 
la figure 7b. 

A Taide tfun agent de revelation des ouvertures sont realisees dans la couche de resine photosensi- 
ble R, puis apres attaque dans la seconde couche dielectrique D2, telles qu'illustrees sur la figure 7c. 
On remarquera que ces ouvertures sont superposees a certaines des electrodes de colonnes ITO. 
20 Comme cela est illustre sur la figure 7d, un compose Zv doue de proprietes electroluminescentes est 
depose sur I'ensemble. Au niveau des ouvertures, ce compose Zv vient au contact de la premiere cou- 
che dielectrique Di. Le compose doue de propri^t^s Electroluminescentes Zv est recouvert d'une troisid- 
me couche de dielectrique D3. 

Enfin, comme cela est Illustre sur la figure 7e, les portions restantes de la couche de resine photosen- 
sible R ainsi que les couches Zv et D3 superposees a celle-ci sont eliminees a I'aide d*un agent de deca- 
page. 

Comme illustre sur la figure 7f, une nouveile couche de resine photosensible est deposee sur Tensem- 
ble. 

Un second masque M2 est superposE k la resine photosensible R. 

Ce masque M2 comprend egaiement des orifices O2 s'etendant selon une serie de lignes orthogonales 
aux electrodes ITO et coincidant avec les lignes difinies par les ouvertures realisees precedemment a 
TEtape 7c. 

NEanmoins, le second masque M2 est superpose a I'ensemble de telle sorte que les orifices menages 
dans ce second masque soient disposes au-dessus des electrodes de colonnes ITO recouvertes par la 
seconde couche dielectrique D2, c'est-a-dire non sous-jacentes a un composE electroluminescent Zv. 

La resine photosensible R est alors insolee a travers le masque M2. 

Puis, comme cela est reprEsente sur la figure 7g, une seconde serie d'ouvertures est reaiisee dans la 
couche de resine photosensible R et dans la seconde couche dielectrique D2, grace a un agent reveia- 
teur et a une gravure en regard des electrodes transparentes ITO non sous-jacentes k un materiau 
electroluminescent Zv. 

Comme cela est illustre sur la figure 7h, un compose Zr doue de proprietes Electroluminescentes est 
depose sur I'ensemble. Au niveau de la derniere serle d'ouvertures, le compose Zr doue de proprietEs 
Electrofuminescentes est porte au contact de la premiere couche diElectrique Di. Uensemble ainsi forme 
45 est de plus revetu d'une quatrieme couche de dielectrique D4. 

Bien entendu, de prefErence, le second compose Zr douE de proprietes electroluminescentes emet 
dans une couleur de base differente de celle du premier composE Zv doue de propriEtEs Electrolumines- 
centes. 

Comme cela est represente sur la figure 7i, les portions restantes de la couche de resine photosensi- 
50 ble R et les couches Zr et D4 superposees a celle-ci sont eliminees par un agent de decapage. 

La structure ainsi obtenue est formee d'un substrat en verre muni d'une serie d'Electrodes paralleies 
transparentes ITO revetues d'une premiere couche de dielectrique Di elle-meme recouverte d'une se- 
conde couche de dielectrique D2. Cette seconde couche de dielectrique D2 est munie d'une pluralite 
d'orifices repartis selon des lignes s'etendant transversalement aux electrodes transparentes ITO. Les 
55 realises dans la seconde couche dielectrique D2 sont superposes aux electrodes transparen- 

Au niveau de chacune de ces lignes, les orifices realises dans la seconde couche diElectrique D2 
sont remplis alternativement d'un premier composE doue de propriEtEs Electroluminescentes Zv et d'un 
second compose doue de proprietes electroluminescentes Zr. 

Le premier compose doue de proprietes electroluminescentes Zv est recouvert d'une troisleme cou- 
che de dielectrique D3 tandis que le second composE doue de proprietes electroluminescentes Zr est re- 
vetu d'une quatrieme couche de dielectrique D4. 

Chaque paire de premier et second composEs doues de propriEtEs electroluminescentes Zv-Zr au ni- 
g5 veau d'une ligne precitee, constltue deux elements de ligne commune d'une sous-matrice des cellules de 
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I'ecran. 

On remarquera que, comme ceia est represents sur les figures annexees, de preference, I'epaisseur 
de la seconde couche de dieiectrique D2 est egale a la somme des epaisseurs des couches D3 et Zy ou 
D4 et Zr. 

^ ii reste a former ies deux elements de la seconde ligne de chaque sous-matrlce. 

Dans le cas oi} la configuration retenue pour la couleur apparaissant deux fols au niveau de ciiaque 
cellule est du type colonne lilustre sur la figure 5 ou diagonale illustre sur la figure 6, les deux elements 
de la seconde ligne de ciiaque sous-matrlce sont realises selon un processus similaire aux etapes illus- 
trees sur la figure 7a h 7\, en realisant de nouveaux orifices dans la seconde couctie dieiectrique D2, en 
10 regard des Electrodes de colonnes ITO, selon une seconde serie de lignes transversaies aux electrodes 
de colonnes ITO, et intercalees entre les lignes precedentes definles par les composes Zv et Zr. 

Les composes dou6s de propriet^s 6lectroluminescentes deposes dans cette seconde s6rie d'orifices 
correspondent I'un a un troisieme compose electroluminescent Zb, Tautre a I'un des composes Zv ou Zr 
precites. 

Par contre, dans ie cas ou la configuration retenue pour la couleur apparaissant deux fois au niveau 
de chaque cellule est du type en ligne tel qu'illustre sur la figure 4, les deux autres elements de chaque 
sous-matrice sont realises selon un processus similaire aux etapes lllustrees sur les figures 7a a 7e, en 
utilisant toutefois un masque muni d'orifices O superposes a chaque electrode transparente ITO et en 
deposant dans les orifices alors formes un troisieme compose Zb electroluminescent. 

Enfin, comme cela est represents sur la figure 7j, une nouvelle couche de dieiectrique De est de pre- 
ference deposee sur I'ensembie, puis une serie d'eiectrodes de lignes paralleles Al, s'etendant perpendi- 
culairement aux electrodes de colonne ITO est deposee sur ia couche dieiectrique De. 

Neanmoins, si les couches de dieiectrique D3, D4 et D5 sont suffisamment performantes, la couche 
De n'est pas absolument necessaire. 

Le precede de fabrication qui vient d'etre decrlt met en oeuvre des operations de depdt de films sim- 
ples et de photogravures connues Individuellement, dans ieur principe. Le precede ne sera done pas de- 
crlt plus en detail par la suite. 

On remarquera que la sequence des operations qui vient d'etre decrite permet de proteger constam- 
ment ies materiaux eiectro-optiques Zv, Zr et Zb par une couche de dieiectrique, vis-a-vis des agents 
de gravure. 

Par ailleurs, la sequence des operations precedemment decrites permet d'obtenir une structure copla- 
naire, avantageuse pour eliminer les propagations de claquages qui aboutissent a des interruptions 
d'eiectrodes. 

3g Bien entendu, la presente invention n'est aucunement llmitee aux modes de realisation qui viennent 
d'etre decrits mais s'etend a toute variante conforme a son esprit. 

Comme on I'a evoque precedemment, ia distribution des trois couleurs dans les quatre elements pre- 
vus au niveau de chacune desdites nm celluies de la matrice peut faire I'objet de diverses variantes lllus- 
trees respectivement sur les figures 4, 5 et 6. 

La disposition representee sur la figure 4, dans laquelle les deux elements eiectro-iuminescents de 
meme couleur sont disposes selon les lignes des sous-matrices, semble actuellement preferee. 

Cette disposition semble en effet la plus simple en ce qui concerne la generation des tensions de con- 
troie appliquees a chaque element. 

On rappelle en effet que chaque element est soumis k un cycle de tensions de polarite alternee, res- 
^ pectlvement de rafraTchissement et d'extinction. La tension d'extinction est commune k tous les elements 
d'une ligne, et pour une ligne bicolore, il faut que la tension d'extinction soit la plus faible des deux ten- 
sions des deux materiaux, un accroissement de la tension de modulation etant necessaire pour le mate- 
rlau sous-allmente. 

On notera neanmoins que la disposition diagonale illustree sur la figure 6 permet d'eviter en partie I'ef- 
fet de moire. 

Les surfaces des differents elements, au niveau de chaque cellule sont determinees selon le principe 
suivant. 

On definit tout d'abord les taux d'occupation de la surface : 
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(1) 



• ^ aire des Tones gicBttrices de la cellule trichro r e (aire utile) 
aire totale de la cellule trichroine 
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^ ^ aire de la zone emettrice bleue 
B aire utile. 



(2) 
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(3) 



- a ire de la zone emettrice verte 
aire utile 



15 



(4) 




« a ire de la zone Emettrice rouge 
aire utile. 



puis, on deflnit les luminances apparantes de chaque element par les relations : 

(5) Lea = Lbt'tb 

(6) Lva = Lvt'tv et 
20 (7)LRa=LRx'TR, 

dans lesquelles ; Lb, Lv et Lr represented les luminances vraies de oliaque element. 
Enfin, les paramStres tb, w , tR sent calcules sur la base des relations suivantes ; 

(8) TB + w + tR = 1 
25 (9) ^Ba = Lva = Lrb . 

On va maintenant donne, a titre d'example non limitatif, un mode de realisation particulier d'ecran matri- 
cie! triciirome conforme a la presente invention : 

le materiau Zb emettant dans le bleu est du : SrS : CeFs (confer W.A. BARROW et al, SID DIGEST 1984, 
p. 249-250, on admettra Le = 15 Cd/m2 a 250 Hz), 
30 le materiau Zv emettant dans le vert est du ZnS : TbFa (confer Ohnishi, Electrochemical Society, Fall 
Meeting, Octobre 7-12-1984 Extended Abstracts p. 880-881, on admettra Lv = 1Cd/m2/Hz jusqu'a 250 



le materiau Zr emettant dans le rouge est du ZnS : SmFa (confer T. Suyama et al, Japanese Journal of 
Applied Physics, vol. 81 (1982) Supplement 21-1 p. 383-387, on admettra Lr = 34 Cd/m^ a 250 Hz). 
Le pas vertical des cellules, egale au pas horizontal, egale 400|i, 

- la largeur des sillons entre elements electroluminescents est de 20ii, 

- le parametre x' = 0,8, 

- on adopte : te = 0,6, xv = 0,15, tr = 0,25, 

. - les luminances apparentes theoriques sont : 

LBa=LBT'TB = 7Cd/m2. 
Lva = Lv XV ^ 30Cd/m2, 
LRa = Lr t' tr = Od/m^, 

- la luminance apparente du vert etant nettement superieure aux luminances apparentes du bleu et du 
45 rouge, on "sous-alimentera" le materiau Zv pour obtenir Lva ^ 7Cd/m2. (On prefere ne pas utiliser Zv a 

sa pleine possibilite. Si on avait choisl iv = 0,05, on aurait obtenu Lva =10 Cd/m^, mais la surface ainsi li- 
beree n'aurait permis qu'un accroissement modeste de Lsa et Lpa, soit environ 20 %). 

- deux elements Zb de couleur bleue sont disposes au niveau de chacune desdites nm cellules, selon une 
disposition en ligne telle que representee sur la figure 4. 

50 - iargeur de ('electrode Al de ligne commune aux deux 6i6ments Zb de couleur bleue : 21 5^1, 

- largeur de I'electrode de ligne Al commune aux elements Zr et Zv de couleur rouge et verte : 145 p. 

- largeur de I'electrode ITO de colonne commune a Pelement Zr de couleur rouge et a Pun des elements Zb 
de couleur bleue : 225 \i 

- largeur de Telectrode ITO de colonne commune k T^l^ment Zv de couleur verte et a I'un des Elements Zb 
de couleur bleue : 135 ji, 

- le substrat en verre est un verre a vitre ordinaire d'epaisseur 2mm, 

- les electrodes SITO de colonne sont en oxyde mixte d'etain et d'indium d'une ^paisseur de 100 a 150 nm, 

- la couche dedielectrique Di est en TazOs d'une epaisseur de 300 nm, 

gQ - le dielectrique Da est en Y2O3 d'une epaissseur de 1000 nm (soit la somme des epaisseurs de I'un des 
elements Zv, ou Zr ou Zb et Tune des couches de dielectrique Ds, D4 ou D5), 

- le materiau Zv est du ZnSrTbFa d'une epaisseur de 700 nm, 

- le materiau Zr est du ZnSrSmFs d'une Epaisseur de 700 nm, 

- le materiau Zb est du SrSiGeFa d'une Epaisseur de 700 nm, 

65 - la couche de dielectrique D3 est du Ta206 d'une epaisseur de 300 nm, 
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- la couche de dielectrique D4 est du TagOs d'une epaisseur de 300 nm, 

- ia couche de dielectrique D5 est du Ta205 d'une epaisseur de 300 nm, 

- la couche de dielectrique De (optionnelle) est du TaaOs d'une §paisseur de 200 nm, 

- les electrodes de ligne Al ont une epaisseur de 100 nm. 

5 

Revendicatlons 

1. Ecran matriciel electroluminescent comprenant n-m cellules electroluminescentes (Ce) emettrices 
agencees sous forme d'une matrice de n lignes et m colonnes, caracteris^ par !e fait que chaque cellule 

10 (ce est formee d'une sous-matrlce, deux lignes, deux colonnes, de quatre elements (elr eU) emetteurs 
6lectroluminescents choisis dans trois couleurs de base di1T6rentes, de telle sorte que au niveau de 
chaque cellule (ce deux elements (el) emettent un rayonnement de meme couleur, la surface des diffe- 
rents Elements §tant adapt^e pour obtenlr, au niveau de chaque cellule, trois sources de couleurs dlff^- 
rentes mais de luminance voisine. 

2. Ecran matriciel electroluminescent selon la revendication 1, caracterlse par ie fait que au niveau de 
chaque cellule (ce), les deux ^l^ments ^lectroluminescents (el), de m§me couleur, sont disposes selon les 
lignes des sous-matrices. 

3. Ecran matriciel electroluminescent selon la revendication 1 , caracterise par Ie fait que au niveau de 
chaque cellule (ce), les deux elements electroluminescents de meme couleur sont disposes selon les co- 
lonnes des sous-matrices. 

4. Ecran matriciel electroluminescent selon la revendication 1 , caracterise par Ie fait que au niveau de 
chaque cellule (ce), les deux elements Electroluminescents de m§me couleur sont disposes selon les dia- 
gonals des sous-matrices. 

5. Precede de fabrication d'un ecran matriciel electroluminescent conforme k I'une des revendicatlons 
144, caract^risE par Ie fait qu'll comprend les etapes conslstant : 

1) k former des Electrodes transparentes parall§les (ITO) sur un substrat en verre, 

Wj a recouvrir Ie substrat en verre et les electrodes transparentes (ITO) d'une premiere couche de 

dielectrique (Di), 

30 i!D ^ deposer une seconde couche de dielectrique (D2) sur la premiere couche dielectrique (Di), 
jy) a recouvrir la seconde couche de dielectrique (D2) d'une couche de resine photosensible (R), 
yi a insoler la r6sine photosensible (R) a travers un masque puis a r^aliser des ouvertures dans la 
couche de resine photosensible (R) et la seconde couche dielectrique (D2), en regard de cerlaines au 
moins des electrodes transparentes (ITO), 

35 id) e deposer doue de proprletes electroluminescentes (Zv) dans les ouvertures, 
yii) a recouvrir I'ensemble d'une troisieme couche de dielectrique (D3) et 

yiii) a eliminer les portions restantes de la couche de resine photosensible (R) et les couches (Zv, D3) 
superposees a celle-ci. 

6. Precede de fabrication selon la revendication 5, caracterise par le fait qu'll comprend en outre les 
40 etapes ulterieures conslstant : 

ix) a recouvrir I'ensemble d'une seconde couche de resine photosensible (R), 

x) a insoler la resine photosensible a travers un masque puis a realiser des ouvertures dans la cou- 
che de rEsine photosensible et la deuxleme couche dielectrique (D2), en regard de certaines electro- 
des transparentes (ITO), 

45 xi) a deposer un second compose doue de proprietes electroluminescentes (Zr) dans les ouvertures, 
xH) a recouvrir I'ensemble d'une quatrieme couche de dielectrique (D4), et 

xiii) a eliminer les portions restantes de la couche de resine photosensible (R) et les couches (Rr, D4) 
superposees photosensible (R) et les couches (Zr, D4) superposees a celle-ci. 

7. Precede de fabrication selon les revendicatlons 5 et 6, caracterise par le fait que les electrodes 
50 transparentes (ITO) formEes sur Ie substrat sont disposEes selon des colonnes, les ouvertures reali- 

s§es aux etapes v)et 2c)sont formEes selon une premiere sErie de lignes, et par le fait que le precede com- 
prend en outre des Etapes simllaires aux Etaapes i) a yiiii pour realiser des ouvertures et deposer un 
troisieme compose douE de propriEtes Electroluminescentes selon une seconde sErie de lignes paralleles 
aux premieres. 

55 8. ProcEde de fabrication selon I'une des revendicatlons 5 a 7, caracterise par le fait qu'il comprend 
en outre les Etapes ulterieures conslstant a deposer une couche supplementaire de dlEIectrlque (De) sur 
I'ensemble puis a former des Electrodes paralleles entre elles et orthogonales aux Electrodes transpa- 
rentes formEes a I'Etape j),sur la couche supplEmentaire de dlEIectrlque. 

60 Claims 

1. An electroluminescent matrix screen comprising n x m light emitting cells (ce) arranged in the form of 
a matrix of n lines by m columns, characterised in that each cell (ce) is constituted by a two line by two col- 
umn submatrix of four light emitting elements (eh-eU) selected from three different base colors with each 

65 
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cell (ce) having two (el) of Its elements emitting the same color, the areas of the various elements being 
selected with each cell so as to provide three sources of different colors having similar luminances. 

2. An electroluminescent matrix screen according to claim 1 , characterised in that the two same-color 
elements (el) of each cell (ce) are disposed along the lines of the cell submatrix. 
5 3. An electroluminescent matrix screen according to claim 1 , characterised in that the two same-color 
electroluminescent elements of each cell (ce) are disposed along the submatrix columns. 

4. An electroluminescent matrix screen according to claim 1 , characterised in that the two same-color 
electroluminescent elements in each cell (ce) are disposed along the diagonals of the submatrix. 

5. A method of manufacturing an electroluminescent matrix screen according to one of claims 1 to 4, 
10 said method comprising the following steps: 

D forming parallel transparent electrodes (ITO) on a glass substrate; 

ii) covering the glass substrate and the transparent electrodes (ITO) with a first dielectric layer (Di); 
iO) depositing a second dielectric layer (Dz) on said first dielectric layer (Di); 

iv) covering the second dielectric layer (Dg) with a layer of photosensitive resin (R); 
15 y) exposing the photosensitive resin (R) through a mask and then making openings in the photosensitive 
layer (R) and said second dielectric layer (Da) over at least some of said transparent electrodes (TIO); 
yi) depositing a compound having electroluminescent properties (Zv) In said openings; 
yii) covering the assembly with a third dielectric layer (Ds) and 

ylii) eliminating the remaining portions of the photosensitive resin (R) and of the layers (Zv, Da) super- 
20 posed thereon. 

6. A method according to claim 5, further comprising the following subsequent steps: 

ix) covering the assembly with a second layer of photosensitive resin (R); 

x) exposing the photosensitive resin through a mask and then making openings in the layer of photosensi- 
tive resin and the second dielectric layer (Da) over some of said transparent electrodes (ITO); 

25 2d) depositing a second compound having electroluminescent properties (Zr) in said openings; 

xii) covering the assembly with a fourth dielectric layer (D4), and 

xiii) eliminating the remaining portions of the layer of photosensitive resin (R) and the layers (Zr, D4) su- 
perposed thereon. 

7. A method according to one of claims 5 or 6 wherein the transparent electrodes (ITO) formed on the 
30 substrate are deposited on columns, and the openings made at steps y) and x} are formed along a first 

series of lines, and wherein the method includes further steps similar to steps i) to yiii) for making open- 
ings and depositing a third compound having electroluminescent properties along a second series of 
lines parallel to the first. 

8. A method according to one of claims 5 to 7, further including subsequent steps consisting in depos- 
35 iting an additional dielectric layer (De) over the assembly and then in forming electrodes on said addition- 
al dielectric layer, said electrodes being mutually parallel and orthogonal to said transparent electrodes 
formed at step i). 

Patentanspruche 

40 

1 . Elektrolumlneszenz-Bildschirm in Matrix-Bauwelse, mit n-m emittlerenden elektrolumineszierenden 
Zellen (ce), die In Form einer Matrix aus n Zellen und m Spalten angeordnet sind, dadurch gekennzelch- 
net, daB jede Zelle (ce) von einer Untermatrix aus zwei Zeilen. zwei Spalten und vier elektrolumineszie- 
renden emittierenden Elementen (eli bis eU), die In drei verschiedenen Grundfarben gew§hlt sind, gebil- 

45 det ist, derart, daB bei jeder Zelle (ce) zwei Elemente (el) Strahlen von glelcher Farbe emittleren, wobei 
die Oberflache der verschiedenen Elemente so adaptlert ist, daB bei jeder Zelle drei in der Farbe ver- 
schiedene, In der Leuchtdichte aber sich nahekommende Quellen entstehen. 

2. Elektrolumineszenz-Bildschirm In Matrix-Bauweise nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
bei jeder Zelle (ce) die beiden elektrolumineszierenden Elemente (el) von glelcher Farbe nach den Zellen 

50 der Untermatrizen angeordnet sind. 

3. Elektrolumineszenz-Bildschirm in Matrix-Bauwelse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
bei jeder Zelle (ce) die beiden elektrolumineszierenden Elemente von glelcher Farbe nach den Spalten 
der Untermatrizen angeordnet sind. 

4. Elektrolumineszenz-Bildschirm in Matrix-Bauweise nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB 
55 bei jeder Zelle (ce) die beiden elektrolumineszierenden Elemente von glelcher Farbe In den DIagonalen 

der Untermatrizen angeordnet sind, 

5. Herstellungsverfahren fur einen Elektrolumineszenz-Bildschirm in Matrix-Bauweise gemaB einem 
der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB es die nachstehenden Schritte umfaBt: 

i) Ausbilden von parallelen durchsichtigen Elektroden (ITO) auf einem Glassubstrat, 
60 ii) Abdecken des Glassubstrats und der durchsichtigen Elektroden (ITO) mit einer ersten Dielektrlkum- 
Schlcht(Di), 

iii) Auftragen einer zweiten Dielektrikum-Schicht (D2) auf die erste Dielektrlkum-Schicht (Di), 

iv) Abdecken der zweiten Dielektrikum-Schicht (D2) mit einer Schicht lichtempflndlichen Harzes (R), 

V) Bestrahlen des lichtempflndlichen Harzes (R) mit Sonnenlicht durch eine Maske hindurch. sodann 
65 Ausbilden von Offnungen in der Schicht lichtempfindllchen Harzes (R) und in der zweiten Dielektrikum- 
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Schicht (Da) wenigstens bestimmten durchsichtigen Elektroden (ITO) gegenuber, 

vi) Einbringen einer mit elektrolumineszlerenden Eigenschaften versehenen Masse (Zv) in die Offnun- 
gen, 

vii) Abdecken des Ganzen mit einer dritten Dielektrikum-Scliicht (D3), und 

^ viii) Entfernen der ubrigen Teiie der Schiclit liclitempfind lichen Harzes (R) und der auf diese aufgetrage- 
nen Schicliten (Zv, D3). 

6. Herstellungsverfahren nach Anspaicli 5, dadurcii gekennzeichnet, daB es ferner die nachfolgen- 
den Schritte umfal3t: 

ix) Abdecken des Ganzen mit einer zweiten Schicht lichtempfindlichen Harzes (R), 

x) Bestrahlen des lichtempfindlichen Harzes mit Sonnenlicht durch eine Maske hindurch, sodann Ausbil- 
den von Offnungen in der Schicht lichtempfindlichen Harzes und in der zweiten Dielektrikum-Schicht 
(D2) bestimmten durchsichtigen Elektroden (ITO) gegenuber, 

xi) Einbringen einer zweiten mit elektrolumineszlerenden Eigenschaften versehenen Masse (Zr) in die 
Offnungen, 

xii) Abdecken des Ganzen mit einer vierten Dielektrikum-Schicht (D4), und 

xlli) Entfernen der ubrigen Teiie der Schicht lichtempfindlichen Harzes (R) und der auf diese aufgetrage- 
nen Schichten (Zr, D4). 

7. Herstellungsverfahren nach den Anspruchen 5 und 6, dadurch gekennzeichnet, daB die auf dem 
20 Substrat ausgebildeten durchsichtigen Elektroden (ITO) nach Spalten angeordnet sind, daB die in den 

Schritten (v) und (X) hergestellten Offnungen in einer ersten Gruppe von Zeilen ausgebiidet sind, und 
dadurch, daB das Verfahren auBerdem den Schritten (i) bis (viii) ahnliche Schritte zur Ausbildung von 
Offriungen und Einbringen einer dritten mit elektrolumineszlerenden Eigenschaften versehenen Masse 
In einer zweiten Gruppe von zu den ersten Linien parailelen Llnien umfaBt. 
25 8. Herstellungsverfahren nach elnem der Anspruche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB es auBer- 
dem die nachfolgenden Schritte umfaBt, die darin bestehen, daB eine zusatzliche Dielektrikum-Schicht 
(De) auf das Ganze aufgetragen wird, sodann zueinander parallele und zu den im Schritt (i) ausgebilde- 
ten durchsichtigen Elektroden rechtwinklige Elektroden auf der zusStziichen Dielektrikum-Schicht aus- 
gebiidet werden. 
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